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１．概要（Summary） 

中空糸型ウイルス除去フィルターは生物学的製剤の製

造過程において、タンパク質溶液が中空糸膜中を通過す

る際に溶液中に存在するウイルスを除去するデバイスで

あり、そのウイルス除去機構は、中空糸膜内部に連続して

存在するナノサイズの特殊な三次元構造により、特定サイ

ズより大きいウイルスを除去するものである。今回、中空糸

膜内でタンパク質やウイルスがどのような関連を持ちなが

ら流れ、ウイルスが除去されるかを観察・解析することを目

的として、その内部構造を二次元的にモデル化した流路

を有するマイクロデバス用の流路パターンを広島大学ナノ

デバイス・バイオ融合科学研究所に作成いただいた。 

 

２．実験（Experimental） 

4 インチのシリコンウエハを 180℃で 3 分ベークし、

HMDS (hexamethyldisiloxane、東京応化工業(株))を

スピンコーター4000回転にて塗布し、引き続き 180℃

で 2分間のベーキングを行った。次に、ポジ型レジスト

ip3300(東京応化工業(株))をスピンコーター2000 回転に

て塗布し、90℃でベークを行った。深掘エッチングへの耐

性を上げるために比較的厚めの膜厚とした。次に、マイク

ロ流路パターンを形成させるためにマスクレス露光装置を

用いて露光を行った。露光量は 120 mJ/cm2 である。感

光部を現像した後、エッチング装置(Si 深掘用)の C4F8 ガ

スと SF6 ガスのボッシュプロセスにてシリコンの深掘ドライ

エッチングを実施した。エッチング後シリコン表面がブラッ

クシリコン状態となることを防ぐため、C4F8 ガスと SF6 ガス

の流量比は 3: 7 とした。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

マスクレス露光装置とエッチング装置(Si 深掘用)を使

用し、計 13 種の流路鋳型を４インチウエハ上に形成する

ことができた(Fig. 1)。特に、二値化したイメージから設計

ファイルに取り込むことから始め、中空糸型ウイルス除去フ

ィルターの濾過膜断面を模したマイクロ流路デバイスの鋳

型を作製することができた。全体において、エッチング深さ

は狙いの 50 µm を達成することができ、転写するマイクロ

流路デバイスの深さも同等の深さになると思われる。 

次は、鋳型を使用し、実際のマイクロ流路デバイスを作

製する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Template of Micro fluidic devices 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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６．関連特許（Patent） 

なし。 

 


